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１．概要（Summary） 

 光の回折限界を超える超高解像度顕微鏡の開発に於

いて、ポンプ光とイレース光の２色の照明光で誘導する蛍

光抑制効果を用いる構成が注目を集めている(Fig. 1)。

この装置では、Laguerre-Gaussian Beam 生成のため

に照明光の光軸に挿入して使用する位相板の開発が装

置の低コスト化と利便性を向上させるためのキーデバイス

となる(Fig. 2）。本取組では、ナノテクノロジーハブ拠点の

３Ｄ露光装置とＮＬＤ装置を用い、位相板の開発検討を

行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 磁気中性線放電ドライエッチング装置、深堀りドラ

イエッチング装置２、シリコン犠牲層ドライエッチン

グシステム、熱酸化炉 

【実験方法】 

 本取組で作製する位相板の構造を Fig. 3 に示す。1/4

領域毎に厚さの異なる構造を有しており、各領域は光学

的に1/4光、2/4光、3/4光、λ の位相差を持つものであ

る。 

 

 

 

 

        

 

 予め SiO2と SU-8 レジストのエッチングレートを実験的

に求めておき、この値を基本にして SiO2基板上で SU-8

レジストの多段階露光パターンをレーザ露光機を用いて

形成した(Fig. 4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に、磁気中性線放電エッチング装置によりレジスト／

SiO2 基板のエッチングを行うことで、レジストの多段構造

を SiO2 基板へ一括転写することで所望の位相板を製作

した(Fig. 5)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 得られた加工面は平滑性に富んでおり、充分に光学素

Fig. 1 Superposition of pump light and erase light. 

Fig. 2 Schematic diagram of super 
resolution microscope. 

Fig.3 Schematic diagram of phase 
difference plate. 

Fig. 4 Gray scale exposure of SU-8 using laser 

exposure. 

Fig. 5 Fabricated phase difference plat by NLD 

etching. 



子として使用可能なレベルであることが確認出来た。レー

ザ露光機を用いた階調露光とNLDエッチングを用いるこ

とにより、 cost performance に優れた光学素子の開発

を行った。 

 

４．その他・特記事項 (Others) 

 特になし。 
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